BX53M/BXFM Systemmikroskop

Moderne Mikroskopie leicht gemacht
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Konzipiert fur Anwendungen in der
Industrie und Werkstoffwissenschaft.

Mit ihrem modularen Konzept bietet die BX3M Serie Vielseitigkeit fir ein breites
Spektrum von Anwendungen in Industrie und Materialforschung. Dank der
verbesserten Integration in die PRECiV Software ermoglichen BX3M Mikroskope
reibungslose Arbeitsablaufe bei mikroskopischen Standardanwendungen und
digitaler Bildgebung von der Untersuchung bis zur Berichterstellung.



Moderne Mikroskopie leicht gemacht

Bedienerfreundlich

Die einfache, gefiihrte Einrichtung der Mikroskopeinstellungen
erleichtert die Anpassung und Reproduktion der
Systemeinstellungen.

Funktional

Das BX3M wurde fur die herkémmliche Industriemikroskopie
entwickelt und kann dank seiner erweiterten Funktionen

ein breiteres Spektrum von Anwendungen und
Prifungstechniken abdecken.

Prazisionsoptik

Wir sind seit Jahren als Hersteller hochwertiger Optiken
bekannt, die sowohl im Okular als auch auf dem Bildschirm
hervorragende Bilder liefern.

Vollstandig anpassbar

Das modulare Konzept bietet die notwendige Flexibilitat,
um ein System ganz nach den jeweiligen Anforderungen
zusammenzustellen.



Intuitive Mikroskop-Bedienelemente:
Schnelle und einfache Bedienung

Bei Prufungsaufgaben dauert es oft sehr lange, die Mikroskopeinstellungen anzupassen,
das Bild zu erfassen und die notwendigen Messungen durchzufuhren, um schlielich den
gewunschten Bericht erstellen zu kénnen. Unter Umstanden mussen Zeit und Geld in eine
professionelle Mikroskopschulung investiert werden, um zu erfahren, wie die Mdglichkeiten
eines Mikroskops voll ausgeschdpft werden kdnnen.

Das BX3M Mikroskop vereinfacht komplexe Mikroskopieaufgaben durch seine durchdachten
und benutzerfreundlichen Bedienelemente. Bediener kénnen das Beste aus dem Mikroskop
herausholen, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist. Die einfache und
komfortable Bedienung des Mikroskops verbessert auch die Reproduzierbarkeit, da menschliche
Fehler minimiert werden.

Einfache Lichtquelle: Bekannte Verfahren einfach nutzen

Die Lichtquelle minimiert komplizierte Arbeitsschritte, die in der Regel bei Arbeiten mit einem Mikroskop ausgefihrt werden
mussen. Mit dem Einstellrad an der Vorderseite der Beleuchtungsvorrichtung kann der Bediener die Beobachtungsmethode
einfach andern Der Bediener kann schnell zwischen den am héufigsten verwendeten Verfahren der Auflichtmikroskopie, von der
Hellfeld- zur Dunkelfeld oder zur Polarisationsmikroskopie umschalten, um auf einfachste Weise unterschiedliche Arten der
Analyse nutzen zu kénnen. Daruber hinaus kann die einfache Polarisationsmikroskopie durch Drehen des Analysators
angepasst werden.

Polierte AlSi-Probe

* Erfordert DIC-Schieber

3 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Funktionen erfordern die PRECiV Software.



Intuitive Mikroskop-Bedienelemente

Die richtige Einstellung von Leuchtfeld- und Aperturblende
gewahrleistet guten Bildkontrast und volle Nutzung der
numerischen Apertur des Objektivs. Die Legende fihrt den
Bediener durch die korrekten Einstellungen fur das jeweilige
Mikroskopieverfahren und das verwendete Objektiv.

Falsche Position Richtige Position

Einfache Wiederherstellung von
Mikroskopeinstellungen:
Codierte Hardware

Codierte Funktionen integrieren die Systemeinstellungen des
BX53M Mikroskops in die PRECiV Bildanalyse-Software.
Mikroskopieverfahren, Beleuchtungsstarke und VergréRerung
werden von der Software automatisch mit den zugehdérigen
Bildern aufgezeichnet. Dadurch kann der Bediener Priifungen
immer mit den gleichen Mikroskopieeinstellungen durchfiihren,
was die Zuverlassigkeit der Prufergebnisse verbessert.

Bediener A Bediener B

| &

x Verschiedene Bediener verwenden
unterschiedliche Einstellungen.

T

Abruf der Gerdteeinstellungen
mit der PRECiV Software
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Verschiedene Bediener konnen die gleichen
Einstellungen verwenden.

Fokus-Skalenindex: Schnelle Fokuseinstellung

Der Fokus-Skalenindex am Stativ erleichtert das schnelle
Scharfstellen. Bediener kdnnen den Fokus grob einstellen, ohne
das Objekt durch ein Okular zu betrachten, und sparen so Zeit
bei der Priifung von Objekten mit unterschiedlicher Hohe.

Light Intensity Manager: Konsistente Beleuchtung

Bei der Ersteinrichtung kann die Beleuchtungsstarke so
angepasst werden, dass sie mit der jeweiligen Hardware-
Konfiguration der codierten Lichtquelle und/oder des
codierten Objektivrevolvers tGbereinstimmt.
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Bei der Anderung von VergréRerung oder Mikroskopiemethode
kann das Bild zu hell oder zu dunkel werden.
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Die Lichtstarke wird automatisch angepasst, um ein optimales
Bild zu erzeugen, auch wenn VergréBerung oder
Mikroskopiemethode gedndert werden.

Leichte und ergonomische Bedienung

Ergonomie ist fir alle Bediener von héchster Bedeutung.

Egal, ob eigenstandige Mikroskope verwendet werden oder die
PRECiV Bildanalysesoftware integriert ist, Bediener profitieren in
jedem Fall von komfortablen Bedienelementen am Handgerat,
die die Hardwareposition deutlich anzeigen. Die einfachen
Handschalter ermdglichen dem Bediener, sich auf die Probe
und die durchzufihrende Priifung zu konzentrieren.

—

e
Handschalter fiir motorgesteuerte

Objektivrevolverdrehung

Handschalter



Funktionen fur die verschiedensten
Prifungs- und Analyseaufgaben

Das BX53M unterstutzt die bekannten Verfahren der konventionellen Mikroskopie wie Hellfeld,
Dunkelfeld, polarisiertes Licht und differenziellen Interferenzkontrast. Bei der Entwicklung
neuer Materialien kdnnen viele der bei Standardverfahren auftretenden Schwierigkeiten bei
der Erkennung von Defekten durch moderne Mikroskopieverfahren gelést werden, welche
genauere und zuverlassigere Prafungen ermdglichen. Neue Beleuchtungstechniken und
Optionen fiur die Bildaufnahme mit der Bildanalyse-Software PRECiV bieten dem Bediener
mehr Auswahlmadglichkeiten fur die Auswertung seiner Proben und die Dokumentation der
Ergebnisse. Das BX3M eignet sich zudem fur gréRere, schwerere und speziellere Objekte als
herkdmmliche Modelle.

Modernste Bildgebung

MIX-Kontrastverfahren: Unsichtbares wird sichtbar

Die MIX-Mikroskopietechnologie der BX53M-Serie kombiniert die Methoden der herkdémmlichen Beleuchtung und der
Dunkelfeldbeleuchtung. Der LED-Ring des MIX-Schiebers sorgt fur eine gerichtete Dunkelfeldbeleuchtung des Objekts. Dies hat
einen ahnlichen Effekt wie das traditionelle Dunkelfeld, bietet aber die Méglichkeit, einen Quadranten der LEDs auszuwahlen,
um das Licht aus verschiedenen Winkeln zu lenken. Diese Kombination aus gerichtetem Dunkelfeld und Hellfeld, Fluoreszenz
oder Polarisation wird als MIX-Beleuchtung bezeichnet und ist besonders hilfreich, um Defekte hervorzuheben und erhéhte
Oberflachen von Vertiefungen zu unterscheiden.

Struktur auf einem Halbleiter-Wafer Fotolackriickstande auf einem Kondensor
Halbleiter-Wafer

0 Hellfeld O Fluoreszenz
Die integrierte Schaltung Das Objekt ist F-‘- -
g ist nicht klar sichtbar. nicht erkennbar. K /o
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Die Oberflache spiegelt.

Der Riickstand
ist unscharf.

Die Farbe des Wafers
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Sowohl die Farbe des Wafers als auch die Sowohl das IC-Muster als auch der Ruckstand Aus mehreren Aufnahmen im gerichtetem Dunkelfeld
integrierte Schaltung werden deutlich dargestellt. sind deutlich erkennbar. aus verschiedenen Blickwinkeln zusammengesetztes Bild.
Durch das Zusammenfligen scharfer Bilder ohne
Lichthofbildung entsteht ein scharfes Bild des Objekts.

5 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Funktionen erfordern die PRECiV Software.



Instant MIA: Einfache Panoramaaufnahmen

Bilder kdnnen jetzt durch einfaches Bewegen des

XY-Triebs eines manuell gesteuerten Tisches
zusammengefligt werden. Ein motorgesteuerter Tisch ist nicht
mehr erforderlich. Die PRECiV Software nutzt die
Mustererkennung zur Erstellung von Panoramaaufnahmen,
die dem Bediener ein grol3eres Sehfeld bieten als Einzelbilder.

) ! r‘."'é‘:.
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Bild einer Miinze mit Instant MIA

HDR: Helle und dunkle Bereiche

Durch moderne Bildverarbeitung gleicht die HDR-Funktion Helligkeitsunterschiede in Bildern aus, um Lichtreflexe zu

EFI: Scharfe Bilder des gesamten Objekts

Mit der Funktion ,Extended Focus Imaging” (EFI) der

PRECiV Software lassen sich Bilder von Objekten

aufnehmen, deren Hohe die Scharfentiefe des Objektivs
Ubersteigt, und zu einem einzigen Bild stapeln, das voll im
Fokus ist. EFI kann entweder mit einer manuellen oder einer
motorgesteuerten Z-Achse ausgefuihrt werden und erstellt
eine Hohenkarte zur einfachen Visualisierung der Struktur.

Die Erstellung von EFI-Bildern ist auch dann mdglich,

wenn der PRECiV Desktop offline ist.

EFI-Bild eines Kondensators auf einer Leiterplatte

reduzieren. HDR verbessert die Bildqualitat digitaler Bilder und unterstutzt die Erstellung professionell aussehender Berichte.

B !
Klare Darstellung sowohl der dunklen wie auch der hellen Teile durch HDR
(Beispiel: Kraftstoffeinspritzkolben)

.

Kontrastverstarkung durch HDR
(Probe: Magnesitscheibe)



Modernste Messungen

Routine- oder Basismessung

In PRECiV stehen verschiedene Messfunktionen zur
Verfligung, sodass der Bediener leicht niitzliche Daten

aus den Bildern entnehmen kann. Zur Qualitatskontrolle und
Prufung werden haufig Messfunktionen an Bildern bendtigt.
Alle PRECiV Lizenzen bieten interaktive Messfunktionen wie
Abstande, Winkel, Rechtecke, Kreise, Ellipsen und Polygone.
Alle Messergebnisse werden zusammen mit den Bilddateien
fur die weitere Dokumentation gespeichert.

Zahlen und Messen

Die Erkennung von Objekten und die Messung der
GroRenverteilung gehéren zu den wichtigsten

Anwendungen der digitalen Bildverarbeitung. Die PRECiV
Software enthalt eine Erkennungsfunktion, die mit
Schwellenwertverfahren Objekte (z. B. Partikel, Kratzer) vom
Hintergrund trennen kann.

Zahlen und Messen

Lésungen fur die Materialwissenschaften

PRECiV bietet eine intuitive, an Arbeitsablaufen orientierte
Benutzeroberflache fur komplexe Bildanalysen. Auf

Knopfdruck kdnnen komplexeste Bildanalyseaufgaben schnell,
prazise und nach den gangigsten Industriestandards durchgefuhrt
werden. Mit einer deutlichen Verkiirzung der Bearbeitungszeit bei
wiederkehrenden Aufgaben kdnnen sich Werkstoffwissenschaftler
auf die Analyse und Forschung konzentrieren. Die Software kann
jederzeit problemlos durch modulare Erweiterungen flr

Planimetrische Losung zur KorngréRenbestimmung mit Sekundarphase

3D-Objektvermessung

Bei Einsatz eines externen motorgesteuerten
Fokustriebs kann ein EFI-Bild schnell in 3D
aufgenommen und angezeigt werden. Die erfassten
Hoéhendaten kénnen fir 3D-Messungen am Profil oder
in der Einzelbildansicht verwendet werden.

3D-Oberflachenansicht
(Testprobe fiur
Oberflachenrauheit)

| Einzelansicht und
3D-Profilmessung

7 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Funktionen erfordern die PRECiV Software.



Hohere Probenkapazitat

Darstellung von weiteren Probenarten
und -gréRRen

Der 150 x 100 mm grof3e Tisch bietet einen langeren Verfahrweg
in X-Richtung als frihere Modelle. Zusammen mit der flachen
Bauweise ist es dadurch problemlos mdglich, grol3e (oder
mehrere) Objekte auf dem Tisch anzubringen. Die Tischplatte ist
mit Gewindebohrungen zum Anbau einer Objekthalterung
versehen. Der groflere Tisch bedeutet mehr Flexibilitat fur den
Bediener, da dieser mehr Objekte mit einem Mikroskop prifen
und so wertvollen Laborraum sparen kann. Das einstellbare
Drehmoment des Tisches erleichtert die Feinpositionierung bei
starker VergroRRerung und kleinem Sehfeld.

Flexibilitat bei Objekth6he und -gewicht

Mit der optionalen Moduleinheit konnen bis zu 105 mm hohe
Objekte auf dem Tisch befestigt werden. Durch den
verbesserten Fokussiermechanismus kann das Mikroskop ein
Gesamtgewicht (Probe + Tisch) von bis zu 6 kg aufnehmen.
Mit BX53M Mikroskopen kénnen gréRere und schwerere
Objekte geprift werden, sodass weniger Mikroskope im Labor
benétigt werden. Durch die dezentrierte Positionierung einer
drehbaren Halterung fur 6 Zoll Wafer kann der Anwender die
gesamte Oberflache des Wafers untersuchen, indem er
einfach den Halter dreht, wahrend er den Tisch tUber den
100-mm-Verfahrweg verschiebt. Die Drehmomenteinstellung BX53MRF-S
des Tisches ist fiir einfache Bedienbarkeit optimiert, der

komfortable Handgriff des Triebs erleichtert das Auffinden

des gewtinschten Objektbereichs.

Flexibilitat bei der ObjektgroRRe

Sind Objekte zu grof3, um sie auf einem herkdmmlichen
Mikroskoptisch anzubringen, kénnen die optischen
Kernkomponenten fir die Auflichtmikroskopie in einer
modularen Konfiguration genutzt werden. Das BXFM kann
als modulares System mithilfe einer Saule an einem gréReren
Stativ oder mithilfe einer Halterung an einem anderen

Gerat montiert werden. Auf diese Weise kdnnen Bediener

die herausragende Optik nutzen, auch wenn ihre Objekte
ungewdhnliche GroBen oder Formen haben.

BXFM

ESD-kompatibel: Schutz elektronischer Gerate vor elektrostatischen Entladungen

Das BX53M ist mit einer ESD-Ableitung ausgestattet, die elektronische Bauteile vor statischer Aufladung durch Mensch oder
Umwelt schutzt.



Geschichte der Spitzenoptik

Seit Jahrzehnten entwickeln wir hochwertige Optiken sowie Mikroskope mit bewahrter optischer

Qualitat und hervorragender Messgenauigkeit.

Wellenfront-Aberrationskontrolle

Die Nutzung eines Mikroskops fir anspruchsvolle
Forschungsaufgaben oder zur Systemintegration verlangt
eine Standardisierung der optischen Eigenschaften aller
Objektive. Unsere UIS2 Objektive bieten mehr als die
Ublichen Standardeigenschaften fur numerische Apertur (NA)
und Arbeitsabstand (AA), sie konnen auch Wellenfront-
Aberrationskorrekturen vornehmen, um Aberrationen zu
minimieren und so die Auflésung zu erhéhen.

Mit hoher numerischer Apertur und grof3em
Arbeitsabstand

Objektive bestimmen maf3geblich die Leistung eines
Mikroskops. Die MXPLFLN-Objektive erweitern die MPLFLN-
Serie fur die Bildgebung mit EPI-Beleuchtung, da sie
gleichzeitig die numerische Apertur und den Arbeitsabstand
maximieren. Hohere Aufldsungen bei 20- und 50-facher
VergréBerung bedeuten in der Regel kiirzere Arbeitsabsténde,
sodass die Probe oder das Objektiv beim Objektivwechsel
zurlickgefahren werden mdissen. In vielen Féllen ist ein
Arbeitsabstand von 3 mm der MXPLFLN-Serie die L6sung
fur dieses Problem: Die Untersuchungen kénnen schneller
durchgefuhrt werden und es besteht ein geringes Risiko,
dass das Objektiv die Probe berthrt.

Automatische Kalibrierung

Ahnlich wie bei digitalen Mikroskopen steht bei

Verwendung der PRECiV Software eine automatische
Kalibrierung zur Verfuigung. Die automatische Kalibrierung
schlieBt menschliche Einfllsse bei der Kalibrierung aus, was zu
verlasslicheren Messungen fihrt. Bei der Autokalibrierung
wird ein Algorithmus genutzt, der aus dem Durchschnitt
mehrerer Messpunkte automatisch die korrekte Kalibrierung
berechnet. Dies reduziert die bedienerabhangige Variabilitat
und sorgt fir gleichbleibende Genauigkeit und hohere
Zuverlassigkeit bei regelmaRigen Prifungen.

LED-Beleuchtung

Das BX53M Mikroskop arbeitet mit lichtstarken weifl3en LED-
Lichtquellen fur Auflicht und Durchlicht. Die LED gewabhrleistet
eine gleichbleibende Farbtemperatur, unabhangig von der
Helligkeit. Langlebige LED sorgen fir effiziente Beleuchtung
und eignen sich ideal fur Prifungsanwendungen in der
Materialforschung.

Konventionelles 50X Objektiv:
NA 0,8, AA. 1T mm

MXPLFLN50X:
NA 0,8, AA. 3 mm

Modellname NA | Arbeitsabstand Modellname NA | Arbeitsabstand

MPLFLN20X 0,45 3,1 mm MXPLFLN20X 0,6 3mm
MPLFLN20XBD 0,45 3mm MXPLFLN20XBD 0,55 3mm

MPLFLN50X 038 1mm MXPLFLN50X 038 3mm
MPLFLN50XBD 038 1mm MXPLFLN50XBD 038 3mm

Helligkeitskorrektur

Die PRECiV Software bietet eine Helligkeitskorrektur,
um dunkle Bereiche in den Ecken von Bildern

aufzuhellen. Zusammen mit Schwellenwerteinstellungen
ermaglicht die Helligkeitskorrektur eine prazisere Analyse.

Halbleiter-Wafer (binarisiertes Bild)

'll'=lI
ENEEE
: Bildhelligkeit

Ll

o
EEEEEE ]
EREEE
; ===== | Die Shadingkorrektur
i fuhrt zu gleichméRiger
|| Helligkeit im
- N gesamten Sehfeld.
EE ©EN
.
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Anwendungen

Die Auflichtmikroskopie wird in einer Vielzahl von Anwendungen in den verschiedensten Industriezweigen eingesetzt. Hier wird
kurz anhand einer Auswahl an Beispielen erklart, was mit den verschiedenen Mikroskopiemethoden erreicht werden kann.

Dunkelfeld/MIX mit Hellfeld

Integrierter Schaltkreis auf einem
Halbleiter-Wafer

Dunkelfeld MIX mit Hellfeld

Bei der Dunkelfeldmikroskopie wird das von
einem Objekt gestreute oder gebeugte Licht
beobachten. Da dieses Licht nur von Teilen
reflektiert wird, die nicht flach sind, treten Mangel
deutlich hervor. Prifer kdnnen selbst kleinste
Fehler erkennen. Die Dunkelfeldmikroskopie
eignet sich hervorragend zur Erkennung kleinster
Kratzer oder Defekte auf einem Objekt und zur
Untersuchung von Objekten mit spiegelnden
Oberflachen, beispielsweise Wafern.

Die MIX-Funktion Hellfeld/Dunkelfeld ermdglicht die Mikroskopie
sowohl des IC-Musters als auch der Wafer-Farbe.

Gusseisen mit Kugelgraphit

Differentieller
Interferenzkontrast

Hellfeld

Die differenzielle Interferenzkontrastmikroskopie
(DIC) ist eine Mikroskopietechnik, bei der die
Hoéhe eines Objekts, das normalerweise im
Hellfeld nicht erkennbar ist, als Relief sichtbar
wird, &hnlich einem 3D-Bild mit verstarktem
Kontrast. Sie eignet sich hervorragend zur
Prufung von Objekten mit sehr geringen
Hoéhenunterschieden, beispielsweise
metallurgischen Gefiigen und Mineralien.

Fluoreszenz/MIX mit Dunkelfeld

Fotolackriickstande auf einem
Halbleiter-Wafer

Fluoreszenz MIX mit Dunkelfeld

Dieses Verfahren wird fiir Objekte verwendet,
die fluoreszieren, d. h. Licht einer anderen
Wellenldnge emittieren, wenn sie mit einem
speziellen Filtermodul beleuchtet werden, das
entsprechend der jeweiligen Anwendung
ausgewahlt wird. Es wird zur Prifung von
Halbleiter-Wafern auf Verunreinigungen,
Fotolackruickstdnde und zur Risserkennung beim
Einsatz von Fluoreszenzfarbstoff verwendet.

Die MIX-Funktion Fluoreszenz/Dunkelfeld ermdglicht die
Mikroskopie sowohl von Fotolackriickstanden als auch
des IC-Musters.

Serizit

Hellfeld Polarisiertes Licht

Bei diesem Mikroskopieverfahren wird
polarisiertes Licht verwendet, das von einem
Filtersatz (Analysator und Polarisator) erzeugt
wird. Die Eigenschaften des Objekts haben einen
direkten Einfluss auf die Intensitéat des Auflichts
im System. Dieses Verfahren eignet sich fur
metallurgische Geflige (d. h. Wachstumsmuster
von Graphit in Kugelgraphit-Gusseisen),

Mineralien sowie LCDs und Halbleitermaterialien.

Durchlicht/MIX mit Hellfeld
LCD-Farbfilter

Durchlicht MIX mit Hellfeld

Diese Mikroskopietechnik wird fir transparente
Proben wie LCDs, Kunststoffe und
Glasmaterialien verwendet.

Die MIX-Funktion Hellfeld/Durchlicht erméglicht das Beobachten
sowohl der Filterfarbe als auch des Schaltungsmusters.

Elektrodenabschnitt

I

(R LRI |
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Infrarot (IR)

Die IR-Mikroskopie wird fir die zerstérungsfreien
Prufung auf Defekte in IC-Chips und anderen
elektronischen Geraten aus Silizium oder

Glas eingesetzt, da diese Materialen
IR-lichtdurchlassig sind.

10
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Auswahl entsprechend den jeweiligen Bedurfnisse

Die sechs fur BX53M empfohlenen
Konfigurationen erlauben eine flexible
Auswahl der gewunschten Funktionen.

M: Standard
: Option

Mikroskopstativ

Mikroskopieverfahren
R-HF : Hellfeld (Auflicht)

T-HF : Hellfeld (Auflicht/Durchlicht) Standard
DF :Dunkelfeld

DIC : Differenzieller Interferenzkontrast/einfache Polarisation

MIX :MIX

FL  :Fluoreszenz

IR :Infrarot

POL : Polarisierung

* T-HF kann fiir ein Mikroskopstativ fiir Auflicht/Durchlicht verwendet werden. Option

Einfacher Lichtquelle zum einfachen Wechsel der Analyseart

Legende zur Aperturzur Unterstltzung der korrekten Einstellung von Aperturblende/
Leuchtfeldblende

Codierte Hardwarezur einfachen Wiederherstellung der Einstellung
Fokusskalazum schnellen Scharfstellen
Lichtintensitats-Managerfir konsistente Beleuchtung

Einfache und komfortableBetatigung Gber Handschalter
MIX-Mikroskopie Unsichtbares wird sichtbar

Objektive *Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tabelle mit

Tisch technischen Angaben auf Seite 25.

Allgemeine Anwendunge

Einstiegsmodell Standard

Einfache Konfiguration mit
Basisfunktionen

Einfache Verwendung mit
vielseitigen Upgrades

AW T T SEREY ,_\‘

LCD-Farbfilter
(Durchlicht/Hellfeld)

Mikrogefiige mit ferritischen Kérnern
(Auflicht/Dunkelfeld)

Auflicht oder Auflicht/Durchlicht

Differenzieller MIX

Differenzieller Interferenzkontrast (DIC)
Interferenzkontrast (DIC)

3 Objektive zur Auswahl, passend zu Ihrer Anwendung

5 Tische zur Auswahl, je nach GréRe Ihrer Proben



I Spezielle Anwendungen

Erweitertes Modell Fluoreszenz Infrarot Polarisation

Fur die Infrarot-Mikroskopie bei
der Priifung von integrierten
Schaltkreisen

Unterstutzung zahlreicher Ideal geeignet fur
Zusatzfunktionen Fluoreszenzmikroskopie

Fur die Beobachtung der
Doppelbrechungseigenschaften

Kupferdraht einer Spule Fotolackriickstand auf integriertem Schaltkreis Siliziumlayer eines integrierten Schaltkreises Asbest
(HF+DF/MIX) (FL+DF/MIX) (IR (POL)

t;ﬂ

-0

Auflicht oder Auflicht/Durchlicht Auflicht Durchlicht

R-HF T-HF POL
R _ THF

Differenzieller

Differenzieller Interferenzkontrast (DIC) MIX InterEIEIERRRDIC) — —
H _ _ _
| | - |
] [ - [
| | | |
| - - |
[ ] _ —_
[ | — —
3 Objektive zur Auswahl, passend zu Ihrer Anwendung Objektive fir IR Objektive fir POL
5 Tische zur Auswahl, je nach GréRe Ihrer Proben Tisch fir POL
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Beispielkonfigurationen fur die Materialwissenschaft

BX53M: Auflicht- und Auflicht-/Durchlichtkombination

Die BX3M Serie bietet zwei verschiedene Mikroskopstative, eines nur fur Auflichtmikroskopie und eines fur Auflicht- und
Durchlichtmikroskopie. Beide Stativtypen kdnnen mit manuellen, codierten oder motorgesteuerten Komponenten konfiguriert
werden. Zum Schutz elektronischer Proben erfiillen die Stative ESD-Anforderungen.

Beispielkonfiguration BX53MRF-S

BX53M: Kombination fir die IR-Mikroskopie

IR-Objektive kdnnen fur Prifungen, Messungen und

Verarbeitung von Halbleitern eingesetzt werden, wenn eine
Bildgebung durch Silizium hindurch erforderlich ist, um die

Strukturen zu erkennen. Die Serie umfasst 5X- bis 100X-Infrarot

(IR)-Objektive mit chromatischer Aberrationskorrektur vom
sichtbaren Licht bis hin zum nahen Infrarotspektrum. Beim
Arbeiten mit starker VergroBerung kdnnen Aberrationen
aufgrund der Dicke eines Objekts bei Objektiven der LCPLN-IR
Serie durch Drehen des Korrekturringes korrigiert werden.
Ein einziges Objektiv reicht aus, um immer ein klares Bild

aufzunehmen.
: Silizium . "

Objektive |VergroBerungen| NA AR Deckglasdicke Dicke Auflésung
(mm) (mm) (mm) (Hm)
LMPLN- 5X 0,10 23 0-0,17 - 6,717
1R* 10X 0,30 18 0-0,17 — 2,247
20X 0,45 83 0-1,2 0-1,2 1,49
LCPLN-IR™ 50X 0,65 4,5 0-1,2 0-1,2 1,03
100X 0,85 1,2 0-0,7 0-1,0 0,79%

*1 Auflésungen berechnet mit weit geéffneter Aperturblende
*2 Nur bis FN22, nicht fir FN26.5
*3 Fir 1100 nm

Beispielkonfiguration BX53MTRF-S

¢

IR-Objektive Ohne Korrektur korrigiert




BX53M: Kombination fir die Polarisationsmikroskopie

Die Optik des BX53M fur die Polarisationsmikroskopie bietet
Geologen das richtige Werkzeug fur die Aufnahme kontrastreicher
polarisationsmikroskopischer Bilder. Anwendungen wie die
Identifizierung von Mineralien, die Untersuchung der optischen
Eigenschaften von Kristallen und die Betrachtung von
Gesteinsdunnschliffen profitieren von der Stabilitat des Systems
und der prazisen optischen Ausrichtung.

Bertrand-Linsen fiir konoskopische und orthoskopische
Mikroskopie

Mit dem Adapter U-CPA fiir
konoskopische Betrachtung kann
einfach und schnell zwischen
orthoskopischer und konoskopischer
Mikroskopie umgeschaltet werden.
Eine Fokussierung auf klare
Interferenzmuster in der hinteren
Bildebene ist méglich. Die Bertrand-
Feldblende erméglicht standig scharfe
und klare konoskopische Bilder.

Zubeh6r fur polarisiertes Licht

Spannungsfreie Optik

Dank der ausgereiften Konstruktion
und der hochmodernen
Fertigungstechnik ist die innere
Spannung bei den UPLFLN-P
Objektiven auf ein Minimum
reduziert. Dies fiihrt zu einem
hoheren EF-Wert und zu einem
hervorragenden Bildkontrast.

Yody &

Spannungsfreie UPLFLN-P Objektive

UPLFLN-P Serie

Orthoskopische
Konfiguration: BX53M

Konoskopische/orthoskopische
Konfiguration: BX53M

Umfassende Auswahl an Kompensatoren und
Verzégerungsplatten

Fur die Messung der ’
Doppelbrechung in Gestein und —

mineralischen Dinnschliffen stehen O
fnf verschiedene Kompensatoren
zur Verfligung. Der Messbereich fiir //
den Gangunterschied reicht von 0

bis 20\, Zur Erleichterung von

Messungen und zum Erhalt hoher

Bildkontraste kdnnen Berek- und Senarmont-Kompensatoren eingesetzt
werden, die die Verzdgerungsstufe im kompletten Sehfeld andern.

Messbereich der Kompensatoren

Objektive NA Arbeitsabstand Kompensator Messbereich Anwendungen

UPLFLN 4XP 0,13 17,0 mm . g Messung hoher Gangunterschiede
Dick Berek-Halter 0/11000 nm (20 A) | (R*>3\), (Kristalle, Makromolekdle,

UPLFLN 10XP 0,30 10,0 mm (U-CTB) Fasern usw)

i Obistoim | MESng oferCenguntrece

UPLFLN 40XP 0,75 0,51 mm (U-CBE) (3N Organismen usw.)

UPLFLN 100X0P 1,30 0.2 Messung des Gangunterschieds
Senarmont-Kompensator 0 bis 546 nm (Kristalle, lebende Organismen usw.)

PLN-P* (U-CSE) (1N Verstarkung des Bildkontrasts

Objektive NA Arbeitsabstand (lebende Organismen usw.)
Brace-Kohler-Kompensator 0/20 nm Messung des Bildkontrastes (lebende

PLN 4XP 0,10 18,5 1/30A (U-CBE2) (17300 Organismen usw.)

. . Ungefahre Messung des
N *
ACHN-P Serie Quarzkeil 500/2200 nm (4 A) | Gangunterschieds (Kristalle,
— ) (U-CWE2) Makromolekil
Objektive NA Arbeitsabstand akromolekdile usw.)
ACHN 10XP 0,25 6,1 mm * R = Gangunterschied
Fir genauere Messungen sollten die Kompensatoren (auRer U-CWE2) zusammen mit dem Interferenzfilter 45-

ACHN 20XP 0.40 3,0mm IF546 verwendet werden.

ACHN 40XP 0,65 0,45 mm

ACHN 100XOP 1,25 0,13 mm

* Nur bis FN22, nicht fiir FN26,5

BXFM System

Das BXFM System kann an spezielle Anwendungen angepasst oder in andere
Gerate integriert werden. Dank des modularen Aufbaus und einer Vielzahl kleiner
Speziallichtquellen und Befestigungsvorrichtungen lasst sich das Mikroskop
unkompliziert an spezielle Umgebungen und Konfigurationen anpassen.
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Modularer Aufbau: Individueller Systemaufbau

Mikroskopstative

Es stehen zwei verschiedene Mikroskopstative fiir die Auflichtmikroskopie
zur Verfligung; eines davon eignet sich auch fur die Durchlichtmikroskopie.
Fur groRere Proben ist ein Adapter zum Anheben der Lichtquelle erhaltlich.

: Moglich Auflicht Durchlicht Probenhdhe
1 BX53MRF-S 0-65 mm
2 BX53MTRF-S 0-35mm
1,3 BX53MRF-S + BX3M-ARMAD 40-105 mm
2,3 BX53MTRF-S + BX3M-ARMAD 40-75 mm

Praktisches Zubehor fiir die Mikroskopie.

- HP-2 Handschalter
- COVER-018 Staubschutzhaube
Stative

Fur Mikroskopieanwendungen, bei denen die Objekte nicht auf einen
Tisch passen, kdnnen die Lichtquelle und die Optik an einem grof3eren
Stativ oder einem anderen Gerat montiert werden.

BXFM + BX53M Konfiguration der Beleuchtungseinrichtung

1 BXFM-F Stativhalterung zur Montage an Wand/32-mm-Saule
2 —BX3M-ILH Kondensorhalter

3 |—BXFM-ILHSPU Gegendruckfeder fiir BXFM

6 -——SZ-STL GroRes Stativ

BXFM + U-KMAS Konfiguration der Beleuchtungseinrichtung

1 BXFM-F Stativhalterung zur Montage an Wand/32-mm-Séule
4 — BXFM-ILHS U-KMAS Halter
5 L S7-STL GroRes Stativ

Tuben

Wabhlen Sie fur die Mikroskopie mit Okularen oder mit einer Kamera Tuben
entsprechend dem Bildtyp und der Haltung des Anwenders bei der

NAa+ [EWS
pTctracranygaus.

Zahl der
Sehfeldzahl Typ Winkel Bild ﬂ'gt’;t”rr'::
chanismen
1 U-TR30-2 22 Trinokular Fest Umgekehrt 1
2 | UTR30R 22 Eg”;:f;i&&'; arm | Fest Umgekehrt 1
3 U-ETR-4 22 Trinokular Fest Aufrecht —
4 U-TTR-2 22 Trinokular Schwenkbar | Umgekehrt —
5 U-SWTR-3 26,5 Trinokular Fest Umgekehrt —
6 U-SWETTR-5 26,5 Trinokular Schwenkbar | Aufrecht —
7 U-TLU 22 Ein Anschluss — — —
8 U-SWATLU 26,5 Ein Anschluss — — —




Lichtquellen

Die Lichtquelle wirft entsprechend dem gewahlten Mikroskopieverfahren
Licht auf das Objekt. Software-Schnittstellen mit codierten Lichtquellen

erkennen die Filterwirfelposition und identifizieren automatisch das

Mikroskopieverfahren.

: Moglich

Codierte Funktion

Lichtquelle

Hellfeld

Dunkelfeld

Differenzieller
Interferenzkontrast (DIC)

POL

APERTURBLENDE/
LEUCHTFELDBLENDE

BX3M-RLAS-S

Feste 3-Wurfel-Position

LED - eingebaut

BX3M-URAS-S

Montierbar,
4-Wiirfel-Position

LED

Halogenlampe

Quecksilber/Lichtleiter

3 BX3M-RLA-S

LED

Halogenlampe

4 BX3M-KMA-S

LED - eingebaut

5 BX3-ARM Mechanischer Arm fiir Durchlicht
LED
6 U-KMAS
Halogenlampe
Lichtquellen

Lichtquellen und Netzteile fur die Probenbeleuchtung: Auswahl der
geeigneten Lichtquelle fir die Beobachtungsmethode.

Standardkonfiguration mit LED-Lichtquelle

1 BX3M-LEDR

LED-Lampenhaus fiir Auflicht

L

2 U-RCV

DF-Konverter fiir BX3M-URAS-S, ggf. fiir DF- und HF-Betrachtung
erforderlich

3 — BX3M-PSLED

Netzteil fir LED-Lampenhaus, erfordert BXFM System

4 BX3M-LEDT

LED-Lampenhaus fir Durchlicht

Beleuchtungskonfiguration fir Fluoreszenzbeleuchtung

5 -LLGAD Lichtleiteradapter
I_ DF-Konverter fir BX3M-URAS-S, ggf. fiir DF- und HF-Betrachtung
2 U-RCV -
erforderlich
6 ——U-LLG150 Lichtleiter, Linge: 1,5m
7 I‘U-LGPS Lichtquelle fur Fluoreszenz
8,9 -LH100HG(HGAPO) Quecksilber-Lampenhaus fiir Fluoreszenz
DF-Konverter fir BX3M-URAS-S, ggf. fiir DF- und HF-Betrachtung
2 U-RCV N
erforderlich
10 —U-RFL-T Netzteil fur 100-W-Quecksilberlampe

Konfiguration fiir Halogen- und Ha

logen-IR-Beleuchtung

1 -LH100IR Halogen-Lampenhaus fiir IR
Verldngerungskabel fir Halogen-Lampenhaus, Kabelldnge 1,7 m
12 U-RMT i "
(ggf. Kabelverlangerung erforderlich)
13,14 —'I'H4-1OO (200) 100-V-(200-V-)Netzteil fir 100-W- bzw. 50-W-Halogenlampe
15 I‘TH4-HS Handschalter zur Helligkeitsregulierung der Halogenlampe

(Dimmer TH4-100 (200) ohne Handschalter)
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Objektivrevolver

Aufnahme fur Objektive und Schieber. Auswahl je nach Anzahl der
bendtigten Objektive und Typ; auch mit/ohne Schieberbefestigung.

Differenzieller Anzahl
:Méglich | Typ Positionen | HF | DF | Interferenz- | MIX | ESD | Zentrier-

kontrast (DIC) bohrungen

1 | P4RE Manuell 4 4

2 | U-5RE-2 Manuell 5

3 | U-5RES-ESD Codiert 5

4 | U-D6RE Manuell 6

5 | U-D6RES Codiert 6

6 | U-D5BDREMC Motorgesteuert 5

7 | U-D6BDRE Manuell 6

8 | U-DSBDRES-ESD | Codiert 5

9 | U-D6BDRES-S Codiert 6

10 | U-D6REMC Motorgesteuert 6

11 | U-D6BDREMC Motorgesteuert 6 |

12 | U-DSBDREMC-VA | Motorgesteuert 5

Schieber

Auswahl eines Schiebers als Erganzung zur klassischen Hellfeldmikroskopie.
Der DIC-Schieber liefert topografische Informationen iber das Objekt mit
Optionen zur Maximierung des Kontrasts oder der Auflésung. Der MIX-Schieber
erlaubt dank einer segmentierten LED-Lichtquelle im Dunkelfeld-Strahlengang
eine flexible Beleuchtung.

DIC-Schieber

Typ Scherungsanteil Verfiighare Objektive

MPLFLN*, MPLFLN-BD", LMPLFLN,
1 U-DICR Standard | Medium LMPLFLN-BD, MXPLFLN, MXPLFLN-BD,
MPLAPON, LCPLFLN-LCD

MIX-Einschub

Verfligbare Objektive
2 ‘ U-MIXR-2 MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD, MPLN-BD, MXPLFLN-BD
Kabel
- ‘ U-MIXRCBL™ ‘ U-MIXR-Kabel, Kabelldnge: 0,5 m

*1,25X und 2,5X sind nicht verfligbar. **2,5X ist nicht verfigbar. ***Nur MIXR

Steuergerate und Handschalter

Steuergerate fiur die Verbindung der Mikroskop-Hardware mit einem PC
und Handschalter fur die Hardware-Steuerung und -anzeige.

Konfiguration BX3M-CB (CBFM)

1 BX3M-CB Steuergerat fur BX53M
2 BX3M-CBFM Steuergerat flir BXFM
3 F BX3M-HS Steuerung .der MIX-Betrachtung, Apzeige fur codie(te Hardware,
programmierbarer Software-Funktionsknopf (PRECiV)
4 L BX3M-HSRE Drehung des motorgesteuerten Objektivrevolvers
Kabel

- ‘ BX3M-RMCBL Kabel fiir motorgesteuerten Objektivrevolver, Kabellange: 0,2 m




Tische

Tische und Tischplatten zum Anbringen von Objekten. Auswahl je nach
Form und der GroR3e der Objekte.

Tischkonfiguration 150 mm x 100 mm

1 U-SICe4 Tisch, 150 mm x 100 mm, mit flachem Trieb oben
|_ Griffring aus Silikongummi, zur leichteren Bedienung des Triebs
2 U-SHG (T) " -
(dicke Ausfiihrung)
—U-SP64 Tischplatte fir U-SIC64
—U-WHP64 Wafer-Platte fir U-SIC64

—BH2-WHR43 Wafer-Halter fur 4-3 Zoll.
—BH2-WHR65 Wafer-Halter fiir 6-5 Zoll.
—U-SPG64 Glaseinlageplatte fir U-SIC64

N o (v s |w

Tischkonfiguration 100 mm x 100 mm

8 U-SICR2 Tisch, 105 mm x 100 mm, mit rechtsseitigem Trieb
9 —U-MSSP4 Tischplatte flr U-SIC4R2

10 —U-WHP2 Wafer-Platte fir U-SIC4R2

5 |—BH2-WHR43 Wafer-Halter fur 4-3 Zoll

1" —U-MSSPG Glaseinlageplatte fuir U-SIC4R2

Tischkonfiguration 76 mm x 52 mm

12 U-SVRM Tisch, 76 mm x 52 mm, mit rechtsseitigem Trieb
2 |—U-SHG m Gr'lffnng aus Silikongummi, zur leichteren Bedienung des Triebs
(dicke Ausfiihrung)
13 —U-MSSP Tischplatte fir U-SVR M
14,15 —U-HR (L) D-4 Halter fir schmale Objekttréger, rechts (links) 6ffnend
Dicker Objekttragerhalter fiir die rechte (linke) Offnung, um den Objekttrager
16,17 —U-HR (L) DT-4 auf die Oberseite des Tischs zu driicken, wenn es schwierig ist, die Probe
anzuheben
Sonstige
18 U-SRG2 Drehtisch
19 U-SRP Drehtisch fiir POL, Klickstopp bei 45° aus jeder Position
20 L U-FMP Mechanische Objektfiihrung fiir U-SRP/U-SRG2

Kamera-Adapter

Kamera-Adapter fir die Mikroskopie. Auswahl je nach dem erforderlichen
Sehfeld und der VergroBerung. Der tatsachliche Mikroskopierbereich kann
mithilfe der folgenden Formel berechnet werden: tatsachliches Sehfeld
(Diagonale in mm) = Sehfeld (Sehfeldzahl) + ObjektivvergréfRerung.

Zentrierungs- CCD-Bildbereich (Sehfeldzahl)(mm)
VergroRerung einstellung (mm)
(mm) 2370l | 17,820l | 172 Zoll
1| D mit 1 - 107 88 8
2 U-TVIXC 1 22 10,7 8,8 8
3 U-TV0.63XC 0,63 — 17 14 12,7
4 U-TV0.5XC-3 0,5 — 21,4 17,6 16
5 U-TV0.35XC-2 0,35 — — — 22

Informationen zu Digitalkameras finden Sie auf unserer Website unter

http://www.olympus-ims.com/en/microscope/dc/

Okulare

Okular fir die direkte Betrachtung mit dem Mikroskop. Auswahl je nach
dem erforderlichen Sehfeld.

: Maglich (rrTn) Diorf]gcizr;l;?srrr:ﬁur- Eingebautes Fadenkreuz
1 WHN10X 22
2 WHN10X-H 22
3 CROSS WHN10X 22
4 SWH10X-H 26,5
5 CROSS SWH10X 26,5
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Optische Filter

Optische Filter verandern die Wellenlange oder die Farbtemperatur
des auf die Probe gestrahlten Lichts. Auswahl des geeigneten
Filters je nach den jeweiligen Mikroskopieanforderungen.

HF, DF, FL
1,2 U-25ND25, 6 Neutralgraufilter, Transmission 25 %, 6 %
3 U-25LBD Tageslichtfilter
4 U-25LBA Farbfilter fir Halogenlampen
5 U-25IF550 Grinfilter
6 U-25L42 UV-Sperrfilter
7 U-25Y48 Gelbfilter
8 U-25FR Mattfilter (fir BX3M-URA erforderlich)
POL, DIC IR
S_UAZ | Fetiohender naaor 1 uaason | B e b T
10 U-AN360-3 Drehbarer Analysator .
1 U-AN360P-2 Drehbarer Analysator, hohe Qualitat e U-POIR Fester IR-Polarisationsfilter
12 U-PO3 Feststehender Analysator 16 U-BP1100IR Bandpassfilter: 1100 nm
13 45-1F546 Grinfilter, @ 45 mm, far POL 17 U-BP1200IR Bandpassfilter: 1200 nm
Sonstige Durchlicht
20 ‘ U-25 Leerer Filter, fur Filter des Anwenders mit @ 25 mm 18 431F550-W45 Granfilter 245 mm
19 U-POT Polarisationsfilter
® AN und PO sind bei Verwendung von BX3M-RLAS-S und U-FDICR nicht erforderlich.
Kondensoren

Kondensoren sammeln und blindeln das Licht. Sie werden flr die
Durchlichtmikroskopie verwendet.

3
1 U-AC2 Abbé-Kondensor (erhéltlich fir Objektive mit einer VergroRerung ab 5X)
2 U-sC3 Klappkondensor (fiir Objektive mit einer VergréRerung ab 1,25X)
3 U-LWCD Kondensor mit groBem Arbeitsabstand fiir Glaseinlageplatte -
(U-MSSPG, U-SPG64)
4 U-POC-2 Klappkondensor fiir POL *
1
Filtermodule

Filtermodul fur BX3M-URAS-S. Die Auswahl des Moduls erfolgt entsprechend
den jeweiligen Mikroskopieanforderungen.

6

4
-‘
2
7 8
]

1 U-FBF Fiir HF, abnehmbarer ND-Filter

2 U-FDF Fur DF

3 U-FDICR Fur POL, gekreuzte Position der Nicol-Prismen ist fixiert.

4 U-FBFL Fir HF, eingebauter ND-Filter (erforderlich, um sowohl HF* als auch FL zu nutzen)

5 U-FWUS Fir ultraviolette FL: BP330-385 BA420 DM400

6 U-FWBS Fur blaue FL: BP460-490 BA520IF DM500

7 U-FWGS Fir grine FL: BP510-550 BA590 DM570

8 U-FF Leere Spiegeleinheit ! 2 3 4

* Nur fur koaxiale episkopische Beleuchtungen

Zwischentuben

Unterschiedliche Arten von Zubehor flr verschiedene Zwecke.
Zur Verwendung zwischen Tubus und Lichtquelle. .

1 U-CA VergréBerungswechsler (1X, 1,25X, 1,6X, 2X)

2 U-TRU Zwischentubus fiir Binokulartubus mit Kameratubus




UIS2 Objektive

Objektive vergroRern das Objekt. Die Wahl des Objektivs fiir die Anwendung
erfolgt auf der Grundlage von Arbeitsabstand, Auflésung und
Mikroskopieverfahren.

‘a3 -- "
Objektive VergroRBerungen NA AA.(mm) Deckglasdicke™  Auflosung
(mm) (Hm)
1 50X 0,35 0 0,35
MPLAPON 2 100X 0,950,95 035 0 035
3 20X 0,6 3 0 0,56
MXPLFLN 2 50X 0,8 3 0 0,42
5 1,25X*5% 0,04 35 0/0,17 8,39
6 2,5X® 0,08 10,7 0/0,17 4,19
7 5X 0,15 20,0 0/0,17 2,24
8 10X 0,30 11,0 0/0,17 1,12
MPLFLN 9 20X 0,45 3,1 0 075
10 40X2 0,75 0,63 0 0,45
1" 50X 0,80 1,0 0 0,42
12 100X 0,90 1,0 0 0,37
13 20X 0,25 25 0/0,17 1,34
SLMPLN 14 50X 0,35 18 0 0,96
15 100X 0,60 7,6 0 0,56
16
17 5X 0,13 22,5 0/0,17 2,58
18 10X 0,25 21,0 0/0,17 1,34
LMPLFLN 19 20X 0,40 12,0 0 0,84
20 50X 0,50 10,6 0 0,67
100X 0,80 34 0 0,42
21 5X 0,10 20,0 0/0,17 3,36
22 10X 0,25 10,6 0/0,17 1,34
MPLN* 23 20X 0,40 13 0 0,84
24 50X 0,75 0,38 0 0,45
25 100X 0,90 0,21 0 0,37
26 20X 0,45 8,3/7,4 0/1,2 0,75
LCPLFLN/LCD 27 50X 0,70 3,0/2,2 0/1,2 0,48
28 100X 0,85 1,2/0,9 0/0,7 0,39
29 20X 0,55 3 0 0,61
MXPLFLN-BD 30 50X 0,80 3 0 0.42
4 25 0,08 87 - 4,19
3 5X 0,15 12,0 0/0,17 2,24
3 10X 0,30 6,5 0/0,17 1,12
MPLFLN/BD*” 34 20X 0,45 3,0 0 0,75
35 50X 0,80 1,0 0 0,42
36 100X 0,90 1,0 0 0,37
37 150X 0,90 1,0 0 0,37
*1 Erforderliches Ol: IMMOIL-F30CC/IMMOIL-8CC/IMMOIL-500CC/IMMOIL-F30CC
38 5X 0,15 12,0 0/0,17 2,24 *2 Das Objektiv MPLFLN40X eignet sich nicht fir die Differentialinterferenzkontra
39 10X 0,25 6,5 0/0,17 1,34 st-Mikroskopie
MPLFLN/BDP™ 3? ggi 8'?? ?'8 g 3'481‘51 *3 0: Zur Betrachtung von Objekten ohne Deckglas
2 100X 0:90 'I:O 0 0:37 *4 Auflésungen berechnet mit weit geéffneter Aperturblende
*5 Nur bis FN22, nicht fur FN26,5
43 5X 0,13 15,0 0/0,17 2,58 *6 Analysator und Polarisator werden zur Verwendung mit dem MPLFLN 1,25X und
44 10X 0,25 10,0 0/0,17 1,34 2,5X empfohlen
LMPLFLN/BD" 45 20X 0,40 12,0 0 0,84 *7 BD: Hellfeld-/Dunkelfeld-Objektive
ig 1gg§ g'gg 13056 8 3'2; *8 In der Peripherie des Feldes kann eine leichte Vignettierung auftreten, wenn Objektive
! ! ’ der MPLN-BD-Serie mit lichtstarken Lichtquellen wie Quecksilber- und Xenonlampen
48 5X 0,10 12,0 0/0,17 3,36 fir die Dunkelfeldmikroskopie verwendet werden.
49 10X 0,25 6,5 0/0,17 1,34
MPLN/BD**7*¢ 50 20X 0,40 1.3 0 0,84
51 50X 0,75 0,38 0 0,45
52 100X 0,90 0,21 0 0,37
MPLAPON2 100X01 1,45 0,1 0 0,23

Erklarung der Objektiv-Abkiirzungen
MPL®an) FLN1T00 BD
\

| - | | ——

M: Metallurgie (keine PL: Plan/ Keine: Achromat/ Nummer: Keine: Hellfeld
Abdeckung) Korrektur der Aberrationskorrektur bei zwei Wellenlangen VergréRerung des BD:  Hellfeld/Dunkelfeld
MX:  Hohe numerische Apertur Bildfeldverzerrung (Blau und Rot) Objektivs BDP: Hellfeld/Dunkelfeld/
und groRRer Arbeitsabstand am Rand der FL: SemiApochromat/ Polarisation
fiir den Einsatz in der Bildebene Chromatische Aberrationskorrektur im IR: IR
Metallurgie sichtbaren Bereich (violett bis rot) LCD: LCD
LM:  Langer Arbeitsabstand fiir APO: Apochromat/
metallurgische Objekte Optimal chromatische Aberrationskorrektur im
SLM: Extrem langer gesamten sichtbaren Spektrum (violett bis rot)
Arbeitsabstand fiir den
Einsatz in der Metallurgie
LC:  Mikroskopie durch das
Substrat




BX53M-Systemdiagramm (fir Auflicht- und Auf-/Durchlichtkombination)

@ Digital cameras

@ U-CMADS + U-TViX-2 U-TV0.5XC-3

U-TRU + Camera adaptors

U-TVIXC U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC
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! Tubes and eyepieces *% Wide-field * Super-wide-field * Eyepieces * Eyepieces !
H //5\ trinocular tube Q. trinocular tube Single tube WHN10X SWH10X-H '
| /] U-TR30-2 U-SWTR-3 U-TLU WHN10X-H CROSS |
: U-ETR-4 U-SWETTR-5 U-SWATLU CROSS SWH10X !
H U-TTR-2 WHN10X i
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' Intermediate tubes i i
' Magnification Eye point % Digital cameras |
: ::Jf%fer ad_];;ts; ) Trinocular camera adaptor :
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Reflected Coded Reflected light Coded universal M IO@_} IOO_I )
LED light for BF | reflected for BF/DF reflected light Rotatable Polarizer slider  ND filters Filters
BX3M-KMA-S | LED light BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S analyzer for reflected U-25ND25 U-25LBD
for BF/DF/POL U-AN360-3  light U-25ND6  U-25LBA
BX3M-RLAS-S U-PO3 U-25IF550
U-25L42
@ i U-25v48
U-25FR
LED light Mirror units
source U-FF U-FDICR
U-FBF U-FWBS
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U-FDF U-FWGS
U-FBFL U-FWUS

. i o=
LED light Mercury light source Light guide source
source U-LH100HGAPO + U-LLGAD + U-LLG150
BX3M-LEDR U-RFL-T + U-LGPS
Option: U-LH100HG + U-RFL-T Option:
U-RCV*? Option: U-RCV*2
U-RCV*?
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! Nosepleces Objectives and sliders |
! ° ° ° (Y} ‘ ° ° ° '
! = = = B i
| . 1

For BF For BF with For BF/DF For BF/DF Motorized BD BF = =] ==

| U-5RE-2 slider slot with slider slot revolving nosepiece with objectives _ Ok L . - i
! U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE vacuum function DIC sliders MIX slider DIC sliders DIC sliders :
: U-D6RES U-D5BDREMC U-D5BDREMC-VA U-DICR U-MIXR-2 U-DICR U-DICR H
| U-D6REMC U-D5BDRES-ESD ° !
! U-D6BDRES-S BD-M-AD BD-M-AD :
: U-D6BDREMC D BF/DF BF BF D BF/DF BF |
1 bjecti bji bjectit bjecti objectives 1
1 1
1 1
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45-1F546*

1
|
 Frames et achot !
| leight adaptor
! 3 mxam arman i
! i
1

1
| Controller for BX3M !
1
: 5 BX53M frame for = BX53M frame for :
| reflected light q reflected/transmitted light |
| BX53MRF-S Til{| BX63BMTRF-S :
! Option Option: Control b |
! HP-2*2 HP-22 BXAM-OB. i
| COVER-018" COVER-018* :
i [H) Transmitted =] !
| LED lamp housing Hand switch  Standalone PC with PRECiV :
: BX3M-LEDT BX3M-HSRE connection kit Software |
1 BX3M-HS DP2-AOU :
| Controller for BX3M :
1

1
1
S N | !
P 0
' Stages !
1
' g i
: Rotatabl Mechanical right Right hand control Right hand control 150 mm x 100 mm stage !

and control stage arge-size stage U-SIC64

! stg aea ¢ hand : ! :
i U-SgRG2 U-SVRM U-SIC4R2 Option: U-SHG U-SHGT*? |
I ion: U-! - *2
! U-SRP Option: U-SHG/U-SHGT’ !
I 1
| E @ I
1 1
1 1
| |
! EEB -]' Stage plate Plate Stage glass Stage plate Wafer holder plate Stage glass plate !
\ Sy U-MSSP4 U-WHP2 plate U-SP64 U-WHP64 U-SPG64*! !
! Mechanical Stage plate Specimen 78, U-mssper! 78, !
| lechanical
. Nech et (=) (2)) vt pte :
: U-FMP U-HLD-4*1 0 N o WHRes i
| U-HLDT-4*! Wafer holder plate :
| U-HRD-4*! BH2-WHR43 i
: U-HRDT-4*' !

1
L 1
S
' Condensers Condenser Long working i
1 U-AC2*' U-SC3*! distance iondenser |
I U-POC-2*1 U-LWCD*! :
I

|
|
| Filter (@45) '
: U-POT*!"  43IF550-W45*! |

1
|

|

*1 For transmitted light combination only
*2 Please select as necessary



Motorized nosepiece

I
I

I

!

! MIX slider for

! U-D6REMC reflected light

} U-DSBDREMC observation

' U-D6BDREMC U-MIXR-2

| U-D5BDREMC-VA

!

l

; Coded nosepiece Coded llluminator Reflected LED Cabile for Cable for

! U-5RES-ESD BX3M-RLAS-S lamp housing motorized nosepiece U-MIXR

: U-D5BDRES-ESD BX3M-URAS-S BX3M-LEDR BX3M-RMCBL U-MIXRCBL

I U-D6RES

| U-D6BDRES-S

!

I

. PC with PRECIV
! | o |0 Software

| B N

! i i OR

1 Control box

! Frame BX3M-CB + Power supply cable*

' BX53MRF-S Standalone
| BX53MTRF-S + connection kit
; Power supply cable* DP2-AOU
l

| (:]

: Transmitted LED

| lamp housing Hand switch Hand switch

! BX3M-LEDT BX3M-HS for motorized

! nosepiece

: “This is a local item. BX3M-HSRE

BX53M frame for
reflected light
BX53MRF-S

BX53M frame for Transmitted LED
reflected/transmitted light lamp housing
BX53MTRF-S BX3M-LEDT

LIM function for magnification
_____________________________ -
! Coded nosepiece !
I 1
! W U-5RES-ESD 1
: U-D5BDRES-ESD :
i U-D6RES !
! U-D6BDRES-S |
| I _______ |
OR
! i
1
T T
: Motorized nosepiece Cable for !
1 U-D6REMC motorized :
! U-D5BDREMC nosepiece |
| U-D6BDREMC BX3M-RMCBL 1
| U-DSBDREMC-VA i
I
1
: M |Q I
P |
| i i !
I Hand switch for i
! motorized nosepice Control box |
: BX3M-HSRE BX3M-CB !
| !
No LIM function
W Manual nosepiece
U-P4RE
U-5RE-2
U-D6RE
U-5BDRE
U-D6BDRE

Manual llluminator
BX3M-KMA-S

Reflected LED lamp housing

BX3M-LEDR |

Coded llluminator
BX3M-RLAS-S

Coded llluminator
BX3M-URAS-S

Reflected LED lamp housing
BX3M-LEDR

MIX observation configuration

Frame, control box and hand switch

Control box
BX3M-CB

Frame
BX53MRF-S
BX53MTRF-S

Hand switch
BX3M-HS

@ Mercury light source

U-LH100HGAPO*?
U-LH100HG*?

Light guide source
U-LLGAD

*1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.

BF/DF with slider slot
U-D6BDRE
U-D5BDRES-ESD
U-D6BDRES-S
U-D5BDREMC
U-D6BDREMC

Cable for U-MIXR
U-MIXRCBL

MIX slider for
reflected light observation
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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1
:
|
1 U-MIXR-2
|

|

|

|

|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
B3 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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B

#} Power supply unit for mercury lamp
U-RFL-T + Power supply cable*'

O

Light source

Liquid light guide
1.5m,
U-LLG150

U-LGPS*? + Power supply cable*!
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BXFM-Systemdiagramm

E= Digital cameras

U-CMADS + U-TV1X-2  U-TVO0.5X
U-TVIXC U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC

i
I
I
i
I
I
C-3 |
I
I
I
|

Tubes and eyepieces

ol O

1 I
1 I
1 I
1 I
1 |
1 I
1 Wide-field trinocular tube Super-wide-field trinocular tube Single tube |
1 U-TR30-2 U-SWTR-3 U-TLU |
i U-ETR-4 U-SWETTR-5 |
i U-TTR-2 |
1 |
| * Eyepieces * Eyepieces |
1 WHN10X SWH10X-H !
: WHN10X-H }
H CROSS SWH10X i
H WHN10X |
] |

Intermediate tubes

changer

I
|
1
1
|
: Magnification
1
| U-CA
1
1
|

=

Reflected Coded reflected Reflected light Coded universal Reflected light
LED light ED light for BF/DF reflected light for BF
for BF for BF/DF/POL BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S U-KMAS
BX3M-KMA-S BX3M-RLAS-S
[u: i} a
LED light Mirror units LED light
source U-FF_ U-FDICR source
BX3M-LEDR U-FBF U-FWBS BX3M-LEDR

I i

aDigilal cameras

(B

Trinocular camera adaptor
U-TRU + Camera adaptors

Eyepoint
adjuster
U-EPA2

U-FDF U-FWGS
U-FBFL y-Fwus

=

Power supply LED light Mercury light Light guide Power supply
for LED source source source for LED
BX3M-PSLED BX3M-LEDR U-LH100HGAPO + U-LLGAD + BX3M-PSLED
Option: U-RFL-T U-LLG150
U-RCV* U-LH100HG + +U-LGPS
U-RFL-T Option:
Option: U-RCV**
U-RCV*
Power supply
for LED
BX3M-PSLED
lluminator holder for BXFM lluminator
BX3M-ILH holder BXFM
Option: BXFM-ILHSPU*2 BXFM-ILHS
[ ] [ ] [ ]
©5 3
Rotatable Polarizer ND filters Filters
analyzer slider for U-25ND25  U-25LBD
U-AN360-3  reflected light ~ U-25ND6  U-25LBA
U-PO3 U-25IF550
U-25L42
U-25Y48
U-25FR
uU-25

iders
° °
3 R S 3
U-DICR | U-MIXR-2 U-DICR | U-DICR
-M-AD BD-M-AD

[geF () BF/DF gBF

| o

'Nosepieces

1

! Objectives and sl
o . B = ° °

! For BF For BF with | For BF/DF For BF/DF

: U-5RE-2 slider slot with slider slot Motorized BD

H U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE revolving BF

| U-D6RES U-D5BDREMC | nosepiece with objectives

| U-D6REMC | U-D5BDRES-ESD | vacuum function

| U-D6BDRES-S | DSBDREMC-VA

| U-D6BDREMC °

' BD-
1

: (BFOF (OBF
1

I

BXFM frame

BXFM-F BXFM control box
BX3M-CBFM

for BXFM @

Control box for
coded function
U-CBS

Stand
SZ-STL

Controller for BXFM

Hand switch ~ Standalone PC with PRECiV
BX3M-HSRE connection kit - Software
BX3M-HS DP2-AOU

Standalone PC with PRECiV
connection kit Software
DP2-AOU

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Controller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[

*1 Please select as necessary

Control box and cable connection diagram

& Ry

Motorized nosepiece MIX slider for
Coded nosepiece U-D6REMC reflected light
U-SRES-ESD U-D5BDREMC observation
g-gggggEs-ESD U-D6BDREMC U-MIXR-2
U-D7RES U-DSBDREMC-VA
U-D6BDRES-S

Extension cable Extension

for motorized cable for

nosepiece U-MIXR

BX3M-RMCBL U-MIXRCBL

PC with PRECIV Software

Control box for
coded function
U-CBS +
Power supply
cable*

BXFM control box
BX3M-CBFM + Power supply cable*

Standalone

connection kit Hand switch
DP2-AOU Hand switch for motorized
BX3M-HS nosepiece
BX3M-HSRE

DP2-AOU is available only with either the coded system or
the motorized system, but not with both.

*This is a local item.

MIX observation configuration

Frame, control box and hand switch

B
BXFM control box Hand switch
BX3M-CBFM BX3M-HS

BF/DF with slider slot for DIC/MIX

! |
! 1
! U-DGBDRE U-DSBDREMC !
| U-DSBDRES-ESD U-D6BDREMC :
I U-D6BDRES-S \
! |
1 I
1 s

! [EC R e—a '
! MIX slider for Extension cable for |
: reflected light observation U-MIXR !
| U-MIXR-2 U-MIXRMCBL :
1

@ Mercury light source

U-LH100HGAPO™

Power supply unit for mercury lamp
U-RFL-T + Power supply cable™'

U-LH100HG*
Light guide source Liquid light guide (1.5 m) Light source
U-LLGAD U-LLG150 U-LGPS™ +

Power supply cable"!

(|

LED light source
BX3M-LEDR

Power supply for LED
BX3M-PSLED + Power supply cable*'

"1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.



BX53M Systemdiagramm

(fur IR-Mikroskopie)

iCamera adaptors £ i bigita cameras

1
i [ U-CMADS + U-TVIX-2
| U-TVIXC

Tubes and eyepifces

Trinocular tube for IR
U-TR30IR

Eyepieces
WHN10X CROSS
WHN10X-H WHN10X

Illumination

Reflected light
for BF
U-KMAS*

Reflected light Coded universal
for BF/DF reflected light
BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S
Mirror units
-FBF
[ ]

Halogen light
Halogen ion! [cTemmNe) [(o1cmm )
U-LH100IR + Rot‘atab\e Re‘ﬂepled

- analyzer polarizer
Bg:o‘nf”’ 200 slider for IR slider for IR

T ., | U-AN360IR U-POIR

U-RMT/TH4-HS* M

dJ

Halogen light
source for IR
U-LH100IR +
TH4-100/200

Option:
U-RMT/TH4-HS*

ND filters Band path Filters.
U-25ND25 filters for IR U-25
U-25ND6  U-BP1100IR
U-BP1200IR
I O e |
'Nosepieces = Objectives =
1 °
\ For IR For IR
| U-5RE-2 = BD-M-AD U-5RE-2
1 U-5RES-ESD U-5RES-ESD
1
H U-DERE O IR objectives U-DERE
1
P I
'Frame
|
1
| =
|
! Height adaptor lluminator holder luminator holder
| BX3M-ARMAD for BXFM BXFM:.
| BX3M-ILH*! BXFM-ILHS*!
H Option:
| BXFM-ILHSPU*!
|
1
1
|
! BX53M frame BXFM frame
! for reflected light BXFM-F*1
! BX53MRF-S
: Option:
i HP-22
| COVER-018*2
|
1
! Controller for BX53M Controller for BXFM
|
|
1
\ Stand
I SZ-STL*!
1
|
Stages
i o
Rotatable
stage
U-gRGZ Mechanical right Right hand control Right hand control
U-SRP hand control stage large-size stage 150mm x 100mm stage
U-SVRM U-SIC4R2 U-siCe4
Option: Option: U-SHG*?
U-SHG*2 U-SHGT*2
U-SHGT*2

b (D

Mechanical stage Stage plate St
U-FMP U-MSSP

U-MSSP4

age plate Plate
U-WHP2

@

o O

Stage plate | Wafer
U-SP64

Wafer holder plate Wafer

BH2-WHR43 holder plate
BH2-WHR43
BH2-WHR65

holder plate
U-WHP64

Illlumination and cable connection diagram

D

Halogen light
source for IR Extension cord
U-LH100IR* U-RMT

*1 This is a local item.
"2 The bulb is required for this light source.

External light source
TH4 +
Power supply cable*'

Hand switch
TH4-HS

Controller for
BX53M

il

for

Control box

BX3M-CB
Hand switch PC with
BX3M-HSRE  PRECIV Software
BX3M-HS

Controller

BXFM

BXFM control box
BX3M-CBFM

Hand switch

PC with

BX3M-HSRE PRECIV Software
BX3M-HS

BXFM control box for
coded function
U-CBS

L

PC with
PRECIV Software

1 For BXFM system only
*2 Please select as necessary

BX53M Systemdiagramm

(fur Polarisationsmikroskopie)

& Digital cameras

|
|
|
|
|
U-CMAD3 + U-TV1X-2 U-TV0.5XC-3 :
|
|
|
|
|

U-TVIXC U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC

|
|
I
l
Wide-field |
trinocular tube m Single tube | * Eyepieces i
U-TR30-2 U-TLU WHN10X |
U-TTR-2 WHN10X-H | |
CROSS |
WHN10X !
|
I
I
|
|
- A:[t;aohmem for = Attachment for conoscopic and !
% O oscdp L= =] orthoscopic observation !
observation U-CPA |
U-OPA |
I
|
|
|

Standard arm

BX3-ARM =06 ©
Rotatable analyzer
U-AN360P-2
i
1
|
|
|
|
0o T !
Objectives |
For POL with ° |
centering holes |
U-P4RE |
|
POL !
objectives :

Compensators

U-CWE2
U-CSE

I

I

I

I

U-TP530 U-CTB |
3 y-1p137 U-CBE |
I

I

I

I

I

g Height adaptor
BX3M-ARMAD

BX53M frame for
reflected/transmitted light
BX53MTRF-S

COVER-018*

Transmitted LED
lamp housing
BX3M-LEDT

Controller for BX3M

i Control box
BX3M-CB

Controller for
BX3M

Hand switch  Standalone
BX3M-HS

PC with
connection kit PRECIV Software
DP2-AOU

Rotatable stage
U-SRG2

1
|
|
|
|
|

U-SRP |
|
|
|
|
|
|
|

Mechanical stage
U-FMP

i
|

1

1

|

: Polarizing condenser
| U-POC-2

|

1

1 Filter (@45)

|

|

1

43IF550-W45
45-IF546
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Spezifikationen

Einstiegsmodell ‘ Standard ‘ Erweitertes Modell

Optisches System Optisches System UIS2 (unendlich korrigiert)
Mikroskopstativ BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S
P (Auflicht) (Auflicht/Durchlicht) (Auflicht) (Auflicht/Durchlicht) (Auflicht) (Auflicht/Durchlicht)
Hub: 25 mm
. Hub des Feintriebs pro Drehung: 100 pm
Scharfeinstellung 5 »
Kleinste Unterteilung: 1 pm
Mit oberem Anschlag und Drehmomenteinstellung fiir Grobtrieb
. . Auflicht: 65 mm (ohne Distanzstick) 105 mm (mit BX3M-ARMAD)
Max. Hohe des Objekts | |, iich/Durchlicht: 35 mm (ohne Distanzstiick) 75 mm (mit BX3M-ARMAD)
Beobachtungstubus Breites Sehfeld (FN22) U-TR30-2 Invers: Trinokulartubus
BX3M-KMA-S
o BX3M-RLAS-S
Auflicht WeiBlicht-LED, HF/.DICIPO.UMIX Leuchtfe}dblende, Codiert, WeiRlicht-LED, HF/DF/DIC/POL/MIX Leuchtfeldblende, Aperturblende (mit Zentrierungsvorrichtung),
Aperturblende (mit Zentrierungsmechanismus), )
N HF/DF-Verriegelung
HF/DF-Verriegelung
Beleuchtung BX3M-LEDT BX3M-LEDT BX3M-LEDT
WeiRlicht-LED WeiBlicht-LED WeiBlicht-LED
Durchlicht - Abbé-Kondensoren/ - Abbé-Kondensoren/ - Abbé-Kondensoren/
e Kondensoren mit Kondensoren mit groRem Kondensoren mit groRem
Haupteinheit groBem Arbeitsabstand Arbeil d Arbeitsabstand
Objektivrevolver U-5RE-2 U-D6BDRE U-D6BDRES-S
) Fr Hellfeld: Fiinffach Fiir HF/DF: Sechsfach Fir HF/DF: Sechsfach, codiert
WHN10X
Okular (FN22)
WHN10X-H
BX3M-CB
Steuergerat
BX3M-HS
Handschalter
MIX-Mikroskopie — U-MIXR-2
MIX-Schieber zur
Auflichtmikroskopie
U-MIXRCBL
Kabel fiir MIXR
Kondensor (groBer Arbeitsabstand) — ‘ U-LWCD ‘ — U-LWCD — U-LWCD
Stromkabel UYCP (x1) UYCP (x2)
Gewicht Auflicht: Ca. 15,8 kg (Mikroskopstativ 7,4 kg)
Auflicht/Durchlicht: Ca. 18,3 kg (Mikroskopstativ 7,6 kg)
HF/POL/FL-Beobachtung
MPLFLN Satz —

MPLFLNS5X, 10X, 20X, 50X, 100X

MPLFLN BD Satz

Beobachtung im HF/DF/DIC/POL/FL

MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD

Objektive —
Beobachtung im HF/DF/DIC/POL/FL
MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Satz
MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD !I'Igé)lz;II;JICIPOLIFL-MlkruskopIeverfahrenMPLFLNSXBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD,
Koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 76 (X) x 52 (Y) mm, mit Drehmomenteinstellung
76 mm x 52 mm Satz U-SVRM, U-MSSP
GroRer, koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 100 (X) x 100 (Y) mm, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse
100 mm x 100 mm Satz U-SICAR, U-MSSP4
Tisch GroRer, koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 100 (X) x 100 (Y) mm, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse (Glaseinlageplatte)
®XxY) 100 mm x100 (G) mm Satz USSICAR?, U-MSSPG
GroRer koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb 150 (X) x 100 (Y) mm, mit Drehmomenteinstellung, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse
150 mm 100 mm Satz U-SIC64, U-SHG, U-SP64
GroRer koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 150 (X) x 100 (Y) mm, mit Drehmomenteinstellung, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse (Glaseinlageplatte)
150 mm x 100 (G) mm Satz U-SIC64, U-SHG, U-SPG64
MIX-Mikroskopiesatz* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL -
DIC* U-DICR
Zwischentuben U-CA, U-EPA2, U-TRU
Ot Filter U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR
ption

Filter fiir Kondensor

43IF550-W45, U-POT

Tischplatte U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43
Objekthalterung U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4
Griffgummi U-SHG, U-SHGT

“*Kann nicht mit U-5RE-2 verwendet werden.

BX53M/BXFM ESD-Gerate

Mikroskopstativ

BX53MRF-S, BX53MTRF-S

Lichtquelle BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S
Elemente

Objektivrevolver U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D5BDRES-ESD, U-5RES-ESD

Tisch U-SIC4R2, U-MSSP4




Fluoreszenz

‘ Infrarot

‘ Polarisation

Optisches System

Optisches System UIS2 (unendlich korrigiert)

Mikroskopstativ

BX53MRF-S (Auflicht) BX53MTRF-S (Auflicht/Durchlicht)

‘ BX53MRF-S (Auflicht)

BX53MTRF-S
(Auflicht/Durchlicht)

Hub: 25 mm
. Hub des Feintriebs pro Drehung: 100 ym
harf Il
Scharfeinstellung Kleinste Unterteilung: 1 ym
Mit oberem Anschlag und Drehmomenteinstellung fiir Grobtrieb
Max. Hohe des Objekts Auflicht 65 mm (ohne Distanzsttick) 105 mm (mit BX3M-ARMAD) Auflicht/Durchlicht 35 mm (ohne Distanzsttick) 75 mm (mit BX3M-ARMAD)
Breites Sehfeld (FN22) U-TR30-2 Invers: Trinokular U-TR30IR Invers: Trinokular fir IR U-TR30-2 Invers: Trinokulartubus
Bertrand-Linse Fokussierbar
Bertrand-
Leuchtfeldblende 3,4 mm Durchmesser (fest)
Einschieben oder
Beobachtung- Polarisati Ausschwenken der
stubus 9 ZO an;a ogs- " Bertrand-Linse beim Position des Schiebereglers.
L‘JNE;AEM apter Wechsel zwischen - eingeschobenPosition des
(U-CPA) orthoskopischer und Sch‘\ebereglersOausgeschoben
konoskopischer
| Mikroskopie |
Drehbarer Analysator mit Einschub
Analysatoreinschub (U-AN360P-2)
BX3M-URAS-S Codiertes Universal-Auflicht, Filtermodulrevolver mit 4 Positionen
FL-Mikroskopie (Standard: U-FWUS, U-FWBS, U-FWGS, U-FBF usw.) mit FS, AS -
(mit Zentrierungsmechanismus)
BX3M-RLA-S
100-W Halogenlampe fiir IR, HF/IR, AS (mit
_ Zentrierungsmechanismus)
Auflicht U-LH100IR
IR-Mikroskopie — (mit 12 V 10-W-Halogenlampe) —
Beleuchtung 100-W-Halogen-Lichtquelle fiir IR
TH4-100 100-W-Netzteil
TH4-HS Handschalter
U-RMT Verlédngerungskabel
BX3M-LEDT
) ; , WeiRlicht-LED
Burchlicht POL-Mikroskopie - Abbé-Kondensoren/Kondensoren mit
groBem Arbeitsabstand
Haupteinheit U-P4RE
Vierfache, zentrierbar aufsteckbare
Komponenten 1/4 A-Verzégerungsplatte
- U-D6BDRES-S U-5RE-2 " N
Objektivrevolver Fiir HF/DF: Sechsfach, codiert Fiir Hellfeld: Fiinffach (UTAD), Hilfspraparat (U-TP530) und
verschiedene Kompensatoren kénnen
mittels Plattenadapter (U-TAD) angebracht
werden.
WHN10X
Okular (FN22)
WHN10X-H CROSS-WHN10X
U-FDF  Fiir DF
U-FBFL  Fiir HF, integrierter ND-Filter
. U-FBF  Fiir HF, abnehmbarer ND-Filter
Filtermodule -
U-FWUS _ Fiir ultraviolette FL
U-FWBS  Fir blaue FL
U-FWGS  Fiir griine FL
U25FR  Mattfilter U-BPJ11OOIB/U-BP1ZODIR 43IF5$0-W45
Filter/Polarisator/Analysator = fir IR Grtifiter
” U-POIR  Auflicht-Polarisationsschieber fiir IR U-AN360IR U-AN360P-2
Drehbarer Analysatorschieber fiir IR 360° drehbar, Mindestwinkel 0,1°
U-POC-2
Spannungsfreier Achromat-Kondensor
Um 360° drehbarer Polarisator mit
klappbarem Achromat als obere Linse.
Kondensor U-LWCD GroRer Arbeitsabstand — Klickstopp in Position ,0°ist einstellbar.
NA 0,9 (obere Linse ein)/NA 0,18 (obere
Linse aus)
Aperturblende: einstellbar von 2 mm bis
21 mm Durchmesser.
Schieber/Kompensatoren _ U-TAD Schl'eber (Plattenadapter)
U-TP530 Hilfspréparat
U-TP1371/4-
Wellenléngenverzgerungsplatte
Stromkabel UYCP (x1) UYCP (x2) UYCP (x1)
. Auflicht: Ca. 15,8 kg Auflicht/Durchlicht: Ca. 18,3 kg " . Ca.16,2kg
Gewicht (Mikroskopstativ 7,4 kq) (Mikroskopstativ 7,6 kg) Ca. 189 kg (Mikroskopstativ 74 kg) (Mikroskopstativ 7,6 kq)
Auflicht FL- Lichtleiter U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150 Lichtleitersatz
Lichtquelle Quecksilberlampe U-LH100HGAPO1-7, USH-1030L (x2), U-RFL-T, U-RCV Quecksilberlampensatz
Beobachtung im HF/DIC/POL/FL
MPLFLN Satz MPLFLNSX, 10X, 20X, 50X, 100X
Beobachtung im HF/DF/DIC/POL/FL
MPLFLN'BD Satz MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD
Beobachtung im HF/DF/DIC/POL/FL
MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Satz
Objektive i MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Satz HF/DF/DIC/POL/FL-Mikroskopieverfahren, MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
IR-Mikroskopie
IR Satz - LMPLNS5XIR,10XIR,
LCPLN20XIR, 50XIR,100XIR
POL-Mikroskopie
POL Satz - UPLFLNAXP, 10XP, 20XP, 40XP
Koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 76 (X) x 52 (Y) mm, mit Drehmomenteinstellung
76 mm x 52 mm Satz U-SVRM, U-MSSP
GroRer, koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 100 (X) x 100 (Y) mm, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse
100 mm X100 mm Satz U-SICAR2, U-MSSP4
GroRer, koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 100 (X) x 100 (Y) mm, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse (Glaseinlageplatte)
100 mm x 100 (G) mm Satz U-SICAR2, U-MSSPG
Tisch(XxY) GroRer koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb 150 (X) x 100 (Y) mm, mit Drehmomenteinstellung, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse
150 mm x 100 mm Satz U-SIC64, U-SHG, U-SP64
GroRer koaxialer Tisch mit rechtsseitigem Trieb: 150 (X) x 100 (Y) mm, mit Drehmomenteinstellung, mit Verriegelungsmechanismus der Y-Achse (Glaseinlageplatte)
150 mm x100 (&) mm Satz U-SICE4, U-SHG, U-SPGE4
U-SRP+U-FMP
POL Satz - Polarisations-Drehtisch + mechanische
Objektfiihrung
MIX-Mikroskopiesatz* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL
DIC* U-DICR
Zwischentuben U-CA, U-EPA2, U-TRU
Ot Filter U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR
ion
P Filter fr Kondensor 43IF550-W45, U-POT
Tischplatte U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43
Objekthalterung U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4
Griffgummi U-SHG, U-SHGT

*Kann nicht mit U-5RE-2 verwendet werden.
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Abmessungen

BX53M (fur Auflichtkombination)
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BX53M (fur IR-Mikroskopie)

BX53M (fur Polarisationsmikroskopie)
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EVIDENT

EvidentScientific.com

Evident Corporation
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokio 163-0910, Japan

Die EVIDENT CORPORATION ist nach ISO 14001 zertifiziert. Nahere Informationen zur Registrierung der
Zertifizierung finden Sie unter olympus-ims.com/defiso
Die EVIDENT CORPORATION ist nach ISO 9001 zertifiziert.
+ Dieses Produkt ist aufgrund seiner EMV-Eigenschaften fir den Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt.
Die Verwendung in einer Wohnumgebung kann Stérungen bei anderen Geréiten in der Umgebung verursachen.
+ Alle Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Eigentimer.
Evident, das Evident Logo und PRECIV sind Warenzeichen der Evident Corporation oder ihrer Tochtergeselischaften.
+ Die Bilder auf den PC-Bildschirmen sind simuliert.
+ Der Hersteller behalt sich Anderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankindigung oder
Verpflichtung vor.
+ Beleuchtungseinrichtungen fir pe haben eine L
Uberpriifungen sind erforderlich. Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Website.
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